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(57) Abstract : A method of treatment using a beam of singly- and multiply-charged gas ions produced by an electron cyclotron re -
sonance (ECR) source of a glass material in which - the ion acceleration voltage of between 5 kV and 1000 kV is chosen to create an
implanted layer of a thickness equal to a multiple of 100 nm; - the ion dose per surface unit in a range of between 1012 ions/cm?2 and
1018 ions/cm?2 is chosen so as to create an atomic concentration of ions equal to 10% with a level of uncertainty of (+/-)5%. Advan-
tageously this makes it possible to obtain materials made from glass that is non-reflective in the visible range.

(57) Abrégé : Procédé de traitement par un faisceau d'ions d'un gaz mono et multichargés produits par une source a résonance cyclo -
tronique électronique (RCE) d'un matériau en verre ou - la tension d'accélération des ions comprise entre 5 kV et 1000 kV est choi -
sie pour créer une couche implantée d'une épaisseur égale & un multiple de 100 nm; - on choisit la dose d'ions par unité de surface
dans une plage comprise entre 10" ions/cm? et 10'® ions/cm® de maniére a créer une concentration atomique en ions égale a 10%
avec une incertitude de (+/-)5%. On obtient ainsi avantageusement des matériaux en verre antireflet dans le domaine visible.



